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반도체 소자 제조용 진공장치의 
파이프 막힘 진단장치 및 기술

반도체 및 전자장비를 위한 효과적인 
마이크로 칩 냉각을 위한 기술

003 004

파이프 해체 작업 없이 파이프 내벽의 막힘 여부, 오염 정도를 진단하는 
기술

마이크로 칩 내부의 마이크로 프로세서에서 발생하는 높은 유속의 열을 
빠르게 넓은 면적으로 확산시킴으로써 열 유속을 낮추어주는 기술

반도체 소자 제조에 사용되는 파이프, 왜 중요할까? 반도체 소자를 제조하는 진공장치에 

이용되는 화학물질은 가스배출용 배관 라인(파이프, 밸브 등)을 통해 내부 압력 수행 작업

에 조절되는데요. 이 때 반도체 소자 제조용 진공장치에서는 기체화된 화학물질이 파이프

를 통해 이송되던 중 가스주입용 파이프 내벽에 달라붙어 막히는 현상이 발생합니다. 이로 

인해 공정과정에서 증착 속도가 떨어지거나, 가스주입용 파이프 내벽의 화학물질 입자로 

인한 오염 등의 문제가 생깁니다. 이러한 문제가 발생하면 파이프 교체 시기 판단 및 막힘 

현상 부분을 정확히 파악하기 어려워 파이프를 해체하여 알아낼 수 밖에 없었기 때문에 비

용적·시간적 손실이 큽니다. 이럴 때 KRISS의 "반도체 소자 제조용 진공장치의 파이프 막

힘 진단"기술로 해체 작업 없이 파이프 내벽의 막힘 여부, 오염 정도를 정확하게 진단할 수 

있습니다.

반도체 및 전자장비에 효과적인 마이크로 칩 냉각을 위한 신기술

반도체 및 각종 전자장비에 쓰이는 마이크로 칩! 마이크로 칩이 고도화됨에 따라 마이크로 프로세서 

면적 대비 발생하는 열도 지속적으로 증가하는데요, 기술의 발달로 컴퓨터 내부의 집적도가 향상되면

서 칩은 더 높은 온도의 열을 발산하게 되었고, 부피가 크고, 시끄럽고, 비효율적인 소형 팬과 히트싱

크를 이용한 기존의 냉각방식은 한계에 부딪혔습니다. 하지만 KRISS는 위와 같은 문제점을 새로운 특

허 기술로 해결하였는데요, '미소규모 열 확산 장치' 기술은 기존의 냉각방식의 한계를 해소할 수 있는 

신기술로, 마이크로 채널을 배열한 열 흡수부가 있는 밀폐형 루프 형태의 열 확산 기기로 마이크로 프

로세서에서 발생한 열을 마이크로 칩의 전 면적에 걸쳐 빠르게 확산시켜줍니다. 본 기술을 이용하면 

반도체, 전자장비 산업분야에서 전자기기 제조 시 특별한 냉각기기를 적용하지 않고도 고성능 마이크

로 칩 사용이 가능하므로 관련 사업의 경쟁력을 크게 향상시킬 수 있습니다.
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반도체 소자 제조용 진공장치의

파이프 막힘 진단장치 및방법

기술특징

* 본 발명은 반도체 소자 제조용 진공장치의 파이프 막향 진단장치 및 방법에 관한 것으로,

반도체 소자 제조용 진공장치의 파이프 내벽올 향해 발사되어 이로부터 반사된 초음파 신호를

감지한 감지신호로부터 반도체 소자 제조용 진공장치의 파이프 내벽 막힘 여부폴 진단하되 ,

반도채 소자 제조용 진공장치의 파이프 내벽으로부터 반사된 초음파 신호의 진복울 비교함에

의해 반도처! 소자 제조용 진공장치의 파이프 내벽 막힘 여부를 진단하도록 구현하여 반도체

소자 제조용 진공장치의 파이프 내벽 략힘 여부 또는 오염 정도醫 반도처! 소자 제조용

진공장치로부터 파이프룹 해체하지 않고도 정확하게 진단할 수 있도록 한 것이다.

* 본 발명온 반도체 소자 제조용 진공장치의 파이프 막힘 발생시, 반도채 소자 제조용

진공장치로부터 파이프■ 해체하지 않고도 파이프의 어느 부분에서 파이프 내벽이 막혔는지

진단할 수 있는 반도체 소자 제조용 진공장치의 파이프 막힘 진단장치 및 방법율 제공합율 그

육적으로 한다.

모 요 부 야

* 반도채 공정
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、 반도체 소자 、 진공장치 、 파이프 막힘 、 초음파

시장전망

- 화학 춤착용 장비, 원자총 중착용 장비, 식각용 장비 봉의 각종 각종 반도채 소자 제조용
진공장치에서 이용되는 화학물절운 가스주입용 배관 라인《파이H 및 벌브)율 동해 진공

행버(Vacuum Chamb헤 로 주입되어, 상기 전공 챔버(Vacuum Chmnbe r)내에서는
반도체 소자의 층착이나 식각 등의 작업이 수행된다. 이 때, 가스Wit 용 베관 라인《파이프，
밸브, 저진공 평S 및 고진공 펌a >율 동해 상기 진공 챔버 내부의 압력이 수행되는 작업예

맞게 적당하게 조절된다.

■ 그g 데, 이러한 반도체 소자 제조용 진공장치에서는 기체화된 화학울질이 파이프듣 통해
이송差 가스주입용 화이프 내벽 1 달라普어 막혀는 啓상이 발생하여, 기체화된 화학물질의
이송이 원촬하지 못해 증착속도가 떨어지거나, 가스주입용 파이프 내벽에 형성된 화학물질
입자에 의해 오염이 발생하는 분제가 있었다. 또한, 배기 측에서는 반도체 재조공정 중에

발생된 반용울질 또는 파티플에 의해 가스배출용 파이르가 막혀는 현상이 발생하여,
파티플이 과다하게 배춥될 경우 진공평프가 파손되는 문제가 었었다. 따라서, 이렬 경우
화이프를 교체해줘야 하는데, 파이프의 어느 부분 | 막힘 현상이 있는지 정확히 알기가

어S Z 또한 교체시기도 판단하기가 어려워，문제가 발생할 때마다 반도체 소자 제조용
진공장치로부터 파이프I 해체하여 알아낼 수밖에 없었다. 모든 파이프콜 교체할 경우

비용적, 시간적으로 손실이 3 기 때문에，반도체 소자 제조용 진공장치로부터 파이프룹

해체하지 많고도 파이프의 어느 부S 에서 파이£ 내벽이 막혔는지 진민할 수 있는 기술이

요구되어 왔다.

■ 본 발명은 이러한 기술적 요구에 부용하여 반도체 소자 제조용 진공장치의 파이프 막힘

발생시, 반도처! 소자 제조용 진공장치로부터 파이프룹 해체하지 않고도 파이프의 어느

부분에서 파이프 내벽이 막혔는지 진단할 수 있는 반도체 소자 제조용 진공장치의 파이프
막U 진단장치 및 방법에 대한 발명임.
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